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물질상태변이 유발을 통한 레이저 가공방법 및 
가공장치
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 기술개요

Ÿ 종래의 뛰어난 가공 정밀도를 갖고 있는 초고속 레이저 초미세 공정 기술의 단점이었던 공정의 속도를 획기적으로 
증가시키는 물질상태변이 유발을 통한 레이저 가공방법에 관한 기술

Ÿ 활용처 : 전자 및 소자 산업분야, 레이저 가공분야 

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 초고속 레이저 공정 기술은 레이저 출력을 이용하여 
공정속도를 증가하기 위한 증폭기술이 필요

Ÿ 가공 속도에서 매우 취약성을 나타나고 있음

Ÿ 새로운 공정 기술의 개발이 향후 관련 기술의 산업적인 
적용에 있어서 매우 절실한 실정임

Ÿ 물질상태변이 유발을 통한 레이저 가공방법 및 
가공장치를 제공

Ÿ 나노미터의 초미세 구조체들에 의하여 1 마이크론 
사이즈의 공정이 가능

Ÿ 미세 광학소자 등에 응용될 때 발생하는 표면의 
거칠기를 획기적으로 감소할 수 있음

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 펄스의 폭이 피코초 이하인 초고속 레이저 빔 및 초고속 
레이저 이외의 하나이상의 보조레이저의 빔을 
이용하여 가공

Ÿ 보조레이저 빔 단독으로는 공정대상 물질의 상태가 
원래상태로 되돌아오는 가역적으로 변화시킴

Ÿ 보조레이저 빔과 초고속 레이저의 빔이 시간상 및 
공간상으로 동기화 되었을 경우에는 비가역적으로 
물질의 상태를 변화시킴
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